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Abstract (en)
[origin: US4427518A] A device for continuously processing an article such as by electroplating including a tank equipped with a horizontally
disposed rotating electroplating drum, an entry station disposed for introducing an article to one end of the drum and an exit station for removing the
processed article from the drum. The electroplating tank as well as the entrance and exit stations are provided with gas-tight seals so that the device
may be utilized for an oxygen-free and water-free aluminum-organic electrolyte for the electrodeposition of aluminum. Preferably, the entrance and
exit stations contain liquid locks to prevent the controlled atmosphere above the electrolyte from being contaminated.

Abstract (de)
Einrichtung zum Galvanisieren im Durchlauf, wobei die Galvanisierwanne (1) mit einer horizontal angeordneten, drehbaren Galvanisiertrommel
(4) ausgestattet ist; an einem Ende der Trommel (4) ist eine Eingangsstation (2) und am anderen Ende eine Ausgangsstation (3) angeordnet.
Insbesondere bei Verwendung eines sauerstoff- und wasserfreien aluminiumorganischen Elektrolyten zum galvanischen Abscheiden von Aluminium
sind die Galvanisierwanne (1) sowie die Eingangs- und Ausgangsstation gasdicht abgeschlossen. Vorzugsweise enthalten die Eingangs- und
Ausgangsstation (2 bzw. 3) je eine Flüssigkeitsschleuse.
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